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@ Vorrichtung zum Beschichten von Substraten 

@ Es wird eine Vorrichtung zum Beschichten von Substraten 
unter Verwendung eines durch eine Bogenentladungsver- 
dampfung erzeugten Plasmas beschrieben, be! der innerhalb 
einer AuSenkammer mit gekuhlten Wanden eine zumindest 
im wesentiichen in sich geschlossene Innenkammer vorge- 
sehen ist. die von Heiz- und Wandungssektoren und zumin- 
dest einer integrierten Verdampferquelle begrenzt ist und 
einen den Substrattrager aufnehmenden tsothermen Be- 
schichtungsraum bildet. 
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Die EiTmdung betrifft eine Vorrichtung zum Be- 
schichten von Substraten mit einer evakuierbaren Va- 
kuumkammer mil kuhlbaren AuBenwandungen, wenig- 5 
stens einem innerhalb der Vakuumkammer angeordne- 
ten, Fotier- und insbesondere auswechselbar gelagerten 
Substrattrdger und zumindest einer zum Substrattrager 
gerichteten Verdampferquelle, 

Beschichtungsvorrichtungen dieser Art sind bekannt lo 
und werden beispielsweise dazu verwendet, Schichten 
auf Werkzeuge auf zubringen, die deren Eigenschaften 
und Lebensdauer wesentlich verbessem. 

Mit diesen bekannten Vorrichtungen bereitet es je- 
doch Schwierigkeiten, eine eindeutig reproduzierbare 15 
Abscheidung von Schichten hoher und hdchster Quaii- 
tat zu gewdhrieisten. Die Ursachen fOr diese unbefriedi- 
genden Ergebnisse sind vieischichtig und konnten bis- 
her nicht beseitigt werden. Nachteilig bei den bekann- 
ten, insbesondere bei den nach der Arc-Technologie ar- 20 
beitenden Vorriditungen ist ferner, daQ aufgrund un- 
vermeidbarer Anlagen-Reinigungsvorgange nicht nur 
storend hohe Reinigungskosten, sondem auch teure 
Maschinenstillstandzeiten und damit Produktivitatsver- 
luste in Kauf genommen werden mussen. 25 

Aus der DE 38 29 260 A 1 ist eine Beschichtungskam- 
mer mit mindestens einer durch einen Lichtbogen ver- 
zehrbaren Kathode und Einrichtungen zur Aufnahme 
von Gegenstanden bekannt, die durch Niederschlagdes 
mit einer Gasatmosphare in der Kammer reagierten. in 30 
den Plasmazustand uberfuhrten Kathodenmaterials be- 
schiditet werden* Dabei ist in einem Zwischenraum zwi- 
schen der Kathode und den Gegenstanden ein Schirm 
angeordnet, der aus dem Zwischenraum entfernbar ist 
Dadurch wird es mdglich, sich wahrend der Aufheizpha- 35 
se der indirekten Beheizung der Substrate zu bedienen 
und diese gleichzeitig vor dem Niederschlag von Trdpf- 
chen des Kathodenmaterials zu schQtzen, wahrend der 
Reaktionsphase jedoch den direkten Weg von den Ka- 
thoden zu den Substraten freizugeben. 40 

Aus der WO 92/14859 ist eine Vorrichtung zur Redu- 
zierung von Droplets bei der Beschichtung von Oberfla- 
chen mit Hartstoffen nach dem PVD-Verfahren be- 
kannt, die eine doppelwandige, wassergekOhite Kam- 
mer auf weist, in der eine durch Heizschlangen realisier- 45 
te Strahlungsheizung im Bereich der Innenwand der 
Kammer vorgesehen ist Um eine Aufheizung der In- 
nenwand der Reaktionskammer zu vermeiden, sind zwi- 
schen den Heizelementen und der Innenwand Reflekto- 
ren vorgesehen. Die Strahlungsheizung dient dabei aus- 50 
schlieBIich zur Erwarmung der zu beschichtenden Ge- 
genstande bzw. der Oberflache der zu beschichtenden 
Gegenstande vor Beginn der Beschichtung. 

Aus der EP 0 489 659 Al ist eine Beschichtungsvor- 
richiung bekannt, bei der innerhalb einer geschlossenen 55 
AuBenkammer eine Innenkammer mit vergleichsweise 
groBer Wandungsstarke vorgesehen ist, die aus einem 
thermlsch isolierenden Material besteht Mit Abstand 
zu den Wandimgen dieser Innenkammer sind Heizwi- 
derstSnde angeordnet, die es gestatten, die zu beschich- 50 
tenden Teile auf Temperaturen zwischen 400* C und 
nOO'^Caufzuheizen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung der 
eingangs angegebenen Art zu schaffen, die es bei ver- 
gleichsweise einfachem Aufbau ermoglicht, qualitativ es 
hochwertige, mdglichst kompakte und spannungsarme 
Beschichtungen bei hoher Produktivitat zu erreichen. 
Ferner sollen aufwendige Reinigungsarbeiten im Anla- 



gen innereh vermieden und die gef orderte Reproduzier- 
barkeit der Beschichtungen gewahrleistet werden kdn- 
nen. 

Geldst wird diese Aufgabe nach der Erfindung im 
wesendichen dadurch, daB in der Vakuumkammer mit 
Abstand von deren kuhlbaren AuBenwandungen und 
unter Ausbildung eines isolierenden, plasmafreien Zwi- 
schenraums eine zumindest im wesentlichen in sich ge- 
schlossene Innenkammer vorgesehen ist, die von Heiz- 
und Wandungssektoren und zumindest einer integrier- 
ten Verdampferquelle begrenzt ist und einen den Sub- 
strattrager aufnehmenden isothermen Beschichtungs- 
raum bildet 

Durch die Schaffung einer von den gekuhlten AuBen- 
wandungen der Vakuumkammer durch einen isolieren- 
den, plasmafreien Zwischenraum getrennten Innenkam- 
mer wird es moglich, die Beschichtungsvorgange in ei- 
nem isothermen Beschlchtimgs- bzw. Plasmaraum 
durchzufiihren, das heiBt in einem Raum, in dem samtli- 
che Teile, das heiBt auch groBere und kleinere zu be- 
schichtende Gegenstande ebenso wie die diesen Raum 
begrenzenden Wandungen praktisch auf gleicher Tem- 
peratur sind und somit in diesem die gleichmaBige Plas- 
maverteiiung fordemden isothermen Raum kein storen- 
der Temperaturgradient vorliegt Ein ausgepragter 
Temperaturgradient tritt erst in dem plasmafreien Zwi- 
schenraimi zwischen Innenkammer und den AuBenwan- 
dungen der Vakuumkanuner auf. 

Das Vorhandensein eines isothermen Plasmaraums 
wirkt sich auf die Beschicbtungsqualitat sowie auf die 
StabilitsLt des darin durchgefuhrten Beschichtungspro- 
zesses sehr positiv aus. 

Von wesentlicher Bedeutimg ist ferner, daB an den 
gekOhlten AuBenwandungen der Vakuumkammer kei- 
nerlei Abscheideeffekte auftreten und damit auch die 
bei herkommlichen Anlagen aufwendigen Reinigungs- 
vorgange im Anlageninnenraum entfallen. Die sich in 
der Innenkammer in Form von Hartstoff-Festpartikeln 
bildenden beschichteten Stellen platzen von Zeit zu Zeit 
ab und konnen dann problemlos zum Beispiel mittels 
eines Staubsaugers abgesaugt werden. Dieser erfin- 
dungsgemaB erreichte Selbstreinigungseffekt fuhrt zu 
einer wesentlichen Produktivitatssteigenmg, da teure 
Maschinenstilbtandszeiten vermieden werdend kdnnen. 

Die der optisch praktisch dicht ausgebildeten Innen- 
kanrmier zugeordneten bzw. Wandungen dieser Innen- 
kammer bildenden Heizsektoren sind so dimensioniert, 
daB die Aufheizung der Substrate auf die SoUtempera- 
tur nahezu ausschlieBlich durch die erzeugte Strah- 
lungswarme erreicht wird, wobei der Innenraum der 
Kammer sehr schnell auf hohe Temperatur gebracht 
werden kann, da die Wandungen nur geringe Warmeka- 
pazitat besitzen und vor aliem nicht in Kontakt mit den 
gekfihlten AuBenwandungen stehen, sondem von die- 
sen AuBenwandungen durch den aufgrund der Evakiiie- 
rung sehr ausgepragt isolierenden Zwischenraum ge- 
trenntsind. 

Die Wandungen der Innenkammer kdnnen gemiB ei- 
ner Ausgestaltung der Erfindung an einer Bias-Span- 
nung liegen, um gezielt einen lonen-Platiereffekt zu er- 
reichen und auf diese Weise sicherzustellen, daB unter 
Vermeidung jeglicher Staubbildung auf den Innenkam- 
merwanden eine feste Abscheidung erhalten wird, die 
nach einer gewissen maximalen Schichtdicke automa- 
tisch abplatzt und damit problemfrei entfernt werden 
kann. 

Als Substrattrager wird vorzugsweise ein schnell aus- 
wechselbarer, in der Innenkammer gelagerter Drehtel- 
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]er mit einer Mehrzahl von darauf ebenfalls drehbar 
gelagerten und angetriebenen SatelHtentellem fur 
Werkstiickhalteningen verwendet, so daS sich eine 
Dreifachdrehung der Werkstucke erzielen laOt 

Der Innenkammer sind bevorzugt mehrere, sich uber 
die Kammerhohe erstreckende, vertikal angeordnete 
Verdampferquellen zugeordnet, die iiber den Umfang 
des Drehteilers verteilt sind. Durch das Zusammenspiel 
der Strahlungsbereiche dieser Verdampferquellen und 
die Ausgestaltung der Substrattrageranordnung kann 
die Forderung erfullt werden, daS jedes sich in der In- 
nenkammer befindende, mehrfach rotierende Substrat 
an jedem Punkt seiner zu beschichtenden Oberflache 
zumindest im wesentlichen zu jedem Zeltpunkt Sicht- 
kontakt zu mindestens einer der Verdampferquellen be- 
sitzt 

Durch diese MaBnahme wird erreicht, daB sich insbe- 
sondere im Zentralbereich des Substrattr9.gers keine 
unerwunschten Plasraa-GVD-Reaktionen oder Plasma- 
CVD-ahnfiche Reaktionen oder andere Plasma-Inho- 
mogenitaten oder Plasma-Stdrungen einstellen konnen 
und auch kein storender Hohlkathodeneffekt auftreten 
kann. Es wird viehnehr eine ausgezeichnete Plasmaho- 
mogenitat im gesamten Innenkammerraum gewdhrlei- 
stet 

Besonders giinstig ist es, eine Substrattrageranord- 
nimg aus einem Drehteller und drei darauf drehbar ge- 
lagerten Satellitentellem zu verwenden« da mit einer 
derartigen Konfiguration ein Optimum hinsichtKch der 
Beiadungsmogiichkeiten einerseits und der Beschich- 
tungsgleichmaQigkeit andererseits erreichbar ist, da bei 
dieser Konfiguration im Innenbereich des Substrattra- 
gers kein feldfreier Raum vorliegt, in dem sich undefi- 
nierte Plasmabedingtmgen einstellen konnten. 

Fur die praktische Ausgestaltung der Vorrichtung 
nach der Erflndung ist es giinstig, wenn die Verdampfer- 
quellen in den stabilen Aufienwandungen der Vakuum- 
kanmiem gehaltert sind und sich durch den eine Isolier- 
hQlle bildenden Zwischenraum in die Innenkammer er- 
strecken bzw. mit ihren Targetfl§chen Begrenzungsfia- 
chen der Innenkammer bilden. Auf diese Weise laBt sich 
auch ein einfaches Offnen der Vorrichtung zu Beschik- 
kungszwecken erzielen, da ein groBfl^chiges Auf- 
schwenken eines AuBenwandungsbereichs zusammen 
mit einem zugeordneten Bereich der Wandung der In- 
nenkammer erfolgen kann. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Merkmale 
der Erfindung sind in Unteranspruchen angegeben und 
werden im Zusammenhang mit der nachfolgenden Be- 
schreibung von AusfQhrungsbeispielen unter Bezugnah- 
me auf die Zeichnung erlSutert. 

In der Zeichnung zeigt 

Fig. I eine schematische Querschnittdarstellung zur 
Erl^utening des Grundkonzepts des Aufbaus einer Vor- 
richtung nach der Erfindung, 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer moglichen 
AusfQhrungsform einer Vorrichtung nach der Erfindung 
mit einem drei Satellitenteller aufweisenden Drehwa- 
gCTu und 

Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Darstellung mit 
einem Drehwagen mit sechs Satellitentellem. 

Fig. 1 zeigt in schematischer Weise den grundsatzli- 
chen Aufbau einer erfindungsgemafien Beschichtungs- 
vorrichtung, die aus einer Vakuumkammer 1 und einer 
bezuglich der gekuhken AuOenwandungen 2, 3 der Va- 
kuumkammer 1 beabstandeten Innenkammer 5 zur Auf- 
nahme eines oder mehrerer Substrattrager besteht, wo- 
bei in Fig. 1 als Substrattrager ein Drehteller 9 schema- 



« 740 Al 

4 

tisch dargestellt ist. 

Die Wande 2 der Vakuumkammer 1 sind zum Teil von 
Front- und Seitentiiren 3 gebildet, und die Vakuumkam- 
mer 1 ist uber einen AnschluB 13 mit einer entsprechen- 
5 den Vakuumquelle verbindbar. so daB im Innenraum 
der Vakuumkammer 1 und damit auch im eigentlichen 
Beschichtungsraum 12 in der Innenkammer 5 das Je- 
wells erforderliche Vakuum erzeugt werden kann. 
Die Innenkammer 5, die bezuglich der Vakuumkam- 
10 mer 1 zumindest im wesentlichen optisch dicht ausge- 
ffihrt ist, wird begrenzt von Verdampferquellen 6, Heiz- 
sektoren 7 und Wandungssektoren 8, wobei die Anord- 
nung so getroffen sein kann, daB ein mehreckiger oder 
im wesentlichen zylindrischer Beschichtungsraum 12 
15 entsteht 

Die Heizsektoren 7 sind als leistungsstarke Strah- 
lungswsLrmequellen ausgebildet, und die Zahl der Je- 
wells verwendeten Heizsektoren 7 sowie der zum Ein- 
satz kommenden Strahlungsquellen 6 kann je nach dem 
20 vorgesehenen Einsatzzweck der Vorrichtung gew^lt 
werden. 

Im Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 1 sind zwei Paare 
von sich in einer Rechteckanordnung gegenuberliegen- 
den Heizsektoren 7 vorgesehen, und in den Eckberei- 
25 chen sind Verdampferquellen 6 angeordnet, die sich 
ebenfalls paarweise gegenOberUegen und sich Qber die 
Hdhe der Innenkammer 5 erstrecken. 

Der zentrisch in der Innenkammer 5 angeordnete 
Substrattrager 9 besteht aus einem im einzelnen noch zu 
30 erlauternden Drehwagen, der schnell auswechseibar ge- 
lagert ist, wozu die Vorrichtung vorzugsweise entspre- 
chend aufschwenkbar ausgebildet isL 

Die Beladung des Substrattragers 9 erfolgt Jeweils 
auBerhalb der Vorrichtung, das heiBt es kann jeweils ein 
35 Substrattrager mit beschichteten Werkzeugen gegen ei- 
nen Substrattrager mit unbeschichteten Werkzeugen in 
Minutenschnelle ausgetauscht werden, so daB bei da- 
durch gewahrleisteter Erhdhung der Wirtschaftlichkeit 
der Anlage denncxrh zur Beladung der Werkzeuge au- 
40 Berhalb der Vorrichtung genflgend Zeit zur VerfQgtmg 
steht 

Durch die Schaffung einer von den gekuhlten AuBen- 
wandungen 2, 3 der Vakuumkammer 1 beabstandeten 
und durch einen isolierenden, plasmafreien Zwischen- 
45 raum von dieser AuBenkammer 1 getrennten Innen- 
kammer 5 gelingt es in Verbindung mit den der Innen- 
kammer 5 zugeordneten Heizsegmenten 7, einen Raum 
12 zu schaffen, auf den das Plasma beschrankt ist und 
der einen isoUiermen Beschichtungsraum bildet, der 
50 sehr schnell aufgeheizt und dabei desorbiert werden 
kann, wobei auBerdem der Vorteil.vorhanden ist, daB 
die TemperaturkontroUe in diesem isothermen Raum 12 
vergleichsweise einfach und sicher gewahrleistet wer- 
den kann. Eine starke Strahlungsheizung und deren si- 
55 chere Kontrolle ist fur den Betrieb der erfindungsgema- 
Ben Vorrichtung von wesentlicher Bedeutung. 

Die Innenkammerwandungen konnen an eine Bias- 
Spannung angelegt sein, die sicherstellt, daB sich an den 
ICammerwandungen kompakte Hartstoffschichten ab- 
60 scheiden, deren problemfreie Entfernung beispielsweise 
gezielt dadurch erfolgen kann, daB die Vorrichtung uber 
einige Stunden der Atmosphare ausgesetzt wird, wobei 
Wasserdampf und andere Luftgase in die Schichten ein- 
dringen und sie zum Abplatzen bringen und damit eine 
65 Art von Selbstreinigungseffekt erzielt wird. 

Praktisch f flhrt dieser Sachverhalt dazu, daB eine gro- 
Be Anzahl von Chargen ohne jegliche Zwischenreini- 
gung beschichtet werden kann und damit bei herkdmm- 
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lichen Anlagen unvermeidbare Reinigungskosten und 
teure Maschinenstiilstandszeiten entfallen. 

Als Verdampferquellen 6 werden bevorzugt solche 
Quellen verwendet, wie sie in der deutschen Patentan- 
meldung P 43 29 155.4 beschrieben sind 

Solche Magnetfeld-Kathoden besitzen ein flichig 
ausgebiidetes Target mit einer dem Targetzentrum zu- 
geordneten, innenliegenden Ringspule und zumindest 
einer dem Targetumfangsbereich zugeordneten auBen- 
liegenden Ringspule, wobei die innenliegende Ringspule 
einen im Targetzentrum angeordneten Permanentma- 
gneten umschlieOt und zusammen mit diesem Perma- 
nentmagneten einen Feldlinienkonzentrator bildet Eine 
derartige Magnetf eld- Kathode laBt sich problemfrei in 
Form eines Rechtecks ausbilden, das sich uber die Hohe 
der Beschichtungskammer 12 erstreckt und eine zur 
Hdhe vergleichsweise geringe Breite besitzt 

Es ist auch mogiich, derartige Verdampferquellen 6 
im Beschichtungsraum 12 horizontal und insbesondere 
auch deckenseitig anzuordnen, wenn dies fur bestimmte 
Beschichtungsaufgaben zu Vorteilen fahrt 

Der Abstand der Verdampferquellen 6 zu den auf 
dem Substrattrager 9 gehalterten Substraten sollte vor- 
zugsweise mindestens etwa 150 mm betragen, um si- 
cherzusteUen, daB lokale elektrische Felder nahe an den 
Werkzeugen die Bahn der lonen praktisch nicht mehr 
verSndern. Dadurch kann erreicht werden, daB die lo- 
nenfluBdichte auf alien Flachen des Substrats gleichma- 
Big ist und lokale thermische Oberbeiastungen, wie sie 
vor allem an Spitzen auftreten kdnnten, und andere 
Oberflachenmodifikationen verhindert werden. 

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer mog- 
lichen konkreten Ausfuhrungsfonn der Vorrichtung 
nach der Er&idung, wobei in diesem AusfQhrungsbei- 
spiel die Vakuumkammer 1 einen oktoederfdrmigen 35 
Querschnitt besitzt und die den isothennen Beschich- 
tungsraum 12 umschlieBende Innenkammer 5 fornunl- 
Big entsprechend angepaBt ist 

Die Verdampferquellen 6 sind dabei in den AuBen- 
wandungen 2 gehaltert und damit in vorteilhafter Weise 
yon auBen her zuganglich. Sie erstrecken sich fiber den 
isolierenden Zwischenraum 4 bis in die Innenkammer 5 
und bilden mit ihren Targetflachen gleichzeitig Begren- 
zungsflachen dieser Innenkanuner 5. Es sind in diesem 
AusfQhrungsbeispiel zwei Paare von Verdampferquel- 
len 6 vorgesehen, wobei sich die einzelnen Verdampfer- 
quellen 6 eines Paares diametral gegenClberliegen. Zwi- 
schen jeweils zwei Verdampferquellen 6 erstreckt sich 
jeweils ein Heizsektor 7. dessen Grt^Be in Abhangigkeit 
von den in der Praxis gegebenen Forderungen gewahlt 
werden kann und der entweder im wesentlichen die ge- 
samte FlUche der jeweiligen Verbindungswand zwi- 
schen zwei Verdampferquellen 6 einnehmen oder einen 
Teil dieser Verbindungsflache bilden kann. 

Im Beschichtungsraum 12 ist ein Substrattrager in 
Form eines Drehtellers 9 und drei darauf drehbar ange- 
ordneten SatelHtentellern 10 vorgesehen, wobei diese 
Satellitenteller 10 um 120'' gegeneinander versetzt an- 

gebracht sind und die eigentlichen Werkstucktrager bil- 1 Vakuumkammer 
den. Diese SubstrattrSgeranordnung bt so ausgebildet. eo 2 AuBenwandung 



sichergestellt ist. daB zum einen bereits wahrend der 
Aufheizung des Beschichtungsraums 12 durch Heizfia- 
chen 7 und zum anderen vor allem wahrend der nachfol- 
genden Atz- und Beschichtungsvorgange jedes auf den 
Satellitentellem angeordnete Werkzeug an jedem 
Punkt seiner Oberflache mdglichst zu jeder Zeit Sicht- 
kontakt zu einer der Strahlungs- und insbesondere der 
Verdampferquellen besitzt, wobei dieses Kriterium ins- 
besondere bei den Beschichtungsvorgangen realisiert 
sein muB, bei den AufheizvorgMngen aber ebenfaiis von 
Vorteil isL 

Um dieses Kriterium wahrend der Atz- und Beschich- 
tungsvorgange gewahrleisten zu konnen, wird die Vor- 
richtung vorzugsweise stets mit einer . Mehrzahl yon 
Verdampfern 6 betrieben, die sich im wesentlichen fiber 
die Hohe des Beschichtungsraums 12 erstrecken, und es 
wird auch darauf geachtet, daB eine rndglichst schnelle 
Rotation von Drehteller 9 und Satellitentellem 10 reali- 
siert ^rd. 

Der Antrieb der Substrattragereinheit erfolgt bei- 
spieisweise derart, daB sich die Satellitenteller 10 wah- 
rend einer Drehung des Drehtellers 9 etwa drei- bis 
ffinfmal um ihre Achse drehen, wobei die auf den Satelli- 
tenteUem 10 vorgesehenen Werkzeugtrager wiederum 
bei jeder Drehimg des zugehOrigen Satellitenteilers 
uber einen bestimmten Winkelbereich gedreht werden, 
so daB sich insgesamt eine Dreifachdrehung der zu be- 
schichtenden Substrate ergibt 

Fig. 3 zeigl eine Modifikation der Vorrichtung nach 
Fig. 2. wobei der Drehteller 9 mit sechs gleichmafiig 
aber seinen Umfang verteilten Satellitentellem 10 ver- 
sehen ist. Auch bei dieser AusfCihningsform kann durch 
geeignete Ausgestaltung und Dimensionierung der Sa- 
tellitenteller 10, far die in Fig. 3 der maximal mogliche 
Durchmesser zeichnerisch dargestellt ist, das Kriterium 
erfailt werden, daB jedes Werkzeug an jedem Pimkt 
seiner Oberflache praktisch zu jeder Zeit Sichtkontakt 
zu mindestens einer der Verdampferquellen 6 besitzt In 
Abhangigkeit von den jeweiligen Beschichtungsaufga- 
ben wird der Durchmesser der Satellitenteller 10 und 
auch die Anzahl der jeweils verwendeten Satellitentel- 
ler gewahlt, wobei stets darauf geachtet wird, daB das 
Sichtkontakt-Kriterium erfullt werden kann. 

Bei der in Fig. 3 konkret gezeigten Ausfahrungsvari- 
45 ante mit sechs Satellitenteilem 10, die umfangsmaBig 
nahezu aneinandergrenzen, kann ein feldarmer Innen- 
bereich 14 imierhalb der Satellitenteller 10 entstehen, 
und in .diesem Innenbereich 14 wird zum Zwecke der 
Vermeidung unerwunschter Plasma-CVD-Reaktionen 
50 Oder Plasma-CVD-ahnlicher Reaktionen oder anderer 
Plasma-Inhomogenitaten oder Plasma-Stdrungen vor- 
zugsweise zumindest eine weitere Verdampferquelle 
vorgesehen, die gegebenenfails aliseidg wirksam ist und 
relativ zu den rotierenden Teilen feststehend gehaltert 
55 sein kann. 

Bezugszeichenliste 
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20 
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40 



daB sie in alien Richtungen fOr das Plasma bestmdglich 
durchlSssig ist, um Abschirmeffekte auszuschalten. Die 
Verwendung von drei Satellitentellem in der gezeigten 
Weise ist besonders vorteilhaft, da bei dieser Anord- 
nung im Mittelbereich kein feldfreier Raum entsteht, in 
dem sich undefinierte Plasmabedingungen und gegebe- 
nenfails stdrende Hohlkathodeneffekte ausbilden k5nn- 
ten. Die Drehtellermitte ist demgemaB offen, wodurch 
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3Taren 

4 isolierender Zwischenraum 

5 Innenkammer 

6 Verdampferquelle 

7 Heizsektor 

8 Wandungssektor 

9 Drehteller 

10 Satellitenteller 
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11 Strahlungsbereich 

12 Isothermer Beschichtungsraum 

13 Vakuumanschlufi 

14 Innenbereich 

5 

Paten tanspr.uche 

1. Vorrichtung zum Beschichten von Substraten mit 
einer evakuierbaren Vakuumkammer (I) mit kflhl- 
baren AuBenwandungen (2, 3), wenigstens einem lo 
innerhalb der Vakuumkammer (1) angeordneten. 
rotier- und insbesondere auswechselbar gelagerten 
Substrattrager (9. tO) und zumindest einer zum 
Substrattrager (9, 10) gerichteten Verdampferquel- 
le (6). dadurch gekeimzeichnet, daB in der Vaku- is 
umkammer (1) mit Abstand von deren kuhlbaren 
AuBenwandungen (2, 3) und unter Ausbildung eines 
isoiierenden, plasmafreien Zwischenraums (4) eine 
zumindest im wesentlichen in sich geschlossene In- 
nenkammer (5) vorgesehen ist, die von Heiz- und 20 
Wandungssektoren (7, 8) und zumindest einer inte- 
grierten Verdampferquelle (6) begrenzt ist und ei- 
nen den Substrattrager (9, 10) aufnehmenden iso- 
thermen Beschichtungsraum (12) bildet 
Z Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daB in der Innenkammer (5) mehrere sich 
insbesondere diametral gegenOberiiegende und 
sich zumindest im wesentlichen fiber die Hohe der 
Innenkammer (5) erstreckende Verdampfer (6) vor- 
gesehen sind 30 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Verdampfer (6) aus Ma- 
gnetfeldkathoden bestehen, die insbesondere 
rechteckformig mit im Vergleich zur Hohe gerin- 
ger Breite ausgebildet sind. 35 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Verdampfer (6) zumindest 
zum Teil horizontal in der Innenkammer (5) ange- 
ordnet sind. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 40 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die zwi- 
schen den Verdampfem (6) gelegenen Wandungs- 
bereiche der Innenkammer (5) zumindest zum Teil 
als Strahlungsheizflachen (7) ausgebildet sind. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 45 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die In- 
nenkanuner (5) mehreckig ausgebildet ist 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die keine 
aktiven Funkdonsbereiche biidenden Wandungs- 50 
sektoren (8) der Innenkammer (5) eine geringe 
Wirmekapazitat besitzen. 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Wan- 
dungssektoren (8) und die Heizflachen (7) zur Er- 55 
zieiung von lonen-Platiereffekten an einer vorgeb- 
baren Vorspannung liegen. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB die Ver- 
dampferquellen (6) in den AuBenwandungen (2) der eo 
Vakuumkammer (1) gehaitert sind und sich uber 
den Zwischenraum (4) bis in die Innenkammer (5) 
erstrecken. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB zumin- 65 
dest ein Teilbereich der AuBenwandung (2) der Va- 
kuumkammer (1) in Form einer auf schwenkbaren 
Tare (3) ausgebildet ist und daB mit diesem TOrbe- 
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reich ein entsprechender Teilbereich der Innen- 
kammer (5) aufschwenkbar und damit der Be- 
schichtungsraum (12) zuganglich ist 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet daB der Sub- 
strattrager aus einem Drehtelier (9) mit insbeson- 
dere drei darauf angeordneten, ebenfalls drehbar 
gelagerten Satellitentellem (10) besteht, und daB 
diese Substrattrageranordnung bezfigiich der Ver- 
dampferquenen(6) derart dimensioniert und ausge- 
bildet ist. daB der Drehtelier (9) von jedem Strah- 
lungsbereich (11) der Verdampferquellen (6) zu- 
mindest im wesendichen ilber seinen gesamten 
Durchmesser erfaBt wird. 

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB in der In- 
nenkammer (5) zusitzlich eine zentrale Verdamp- 
ferquelle vorgesehen ist, die sich in einen freien 
Mittelbereich des SubstrattrSgers (9, 10) erstreckt 

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
AnsprGche, dadurch gekennzeichnet daB als Ver- 
dampferquellen (6) nach dem Prinzip der Arc-Tech- 
nik bzw. dem Prinzip der Bogenentladung arbeiten- 
de Quellen bestehen. 
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